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はじめにネットワーク大容量化のため光を用

いる方法が導入されているが光の回折限界によ

り光デバイスのサイズは波長程度に制限される．

デバイスの微小化のために回折限界のない表面

プラズモンポラリトンを利用する方法が検討さ

れており，これまでたくさんのプラズモニック

デバイスが報告されている．これまでに報告さ

れたプラズモニックデバイスの入出力の方法と

してグレーティングやエンドファイヤーカップ

リングなどが用いられることが多い [1, 2]．我々

はプラズモニックブラッググレーティングの入

出力ポートとして光導波路を組み合わせ，光

回路との親和性を高めたハイブリッドプラズモ

ニックブラッググレーティングを考案した．本

研究では考案した構造について数値シミュレー

ションによる評価及び作製に関する検討を行っ

たので，その結果を報告する．

構造の設計及び作製 図 1(a)に考案したハイ

ブリッド構造を示す．図 1(b)にプラズモニック

ブラッググレーティング構造を示す．プラズモ

ニックブラッググレーティングへの入力は光導

波路を伝搬する導波光から表面プラズモンポラ

リトンにカップリングし，また出力は表面プラ

ズモンポラリトンからデカップリングした導波

光となるため，まず導波路構造の入力ポートか

ら出力ポートまで光が導波することを確認する

必要がある．そのため図 1(a)の光導波路構造を

電子ビームリソグラフィによる作製プロセスを

用いて作製し [図 2(a)]，さらに作製した構造の

入力ポートに波長 1300 nmの近赤外光を入射

して出力ポートまで光が伝搬することを確認し

た [図 2(b)]．今後はプラズモニックブラッググ

レーティング構造を今回作製した導波路構造に

作製し，その評価を行う予定である．
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Fig. 1 Schematics of hybrid plasmonc Bragg grat-

ings. (a) The hybrid plasmonic structure and (b)

the plasmonic Bragg grating.
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Fig. 2 (a) SEM image of the fabricated structure

and (b) optical microscope image of the fabricated

structure which was irradiated the wavelength of

1300 nm.
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